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苏修的薄膜涂镀技术落后于美帝

在薄膜涂镀方面， 苏修的研究似乎落后

于美帝三年。

美帝布鲁默研究公司的总经理布鲁默最

近参观了苏修列别捷夫物理研究所，他说，

"他们正在解决我们三年以前遇到的许多问

题。"但是苏修似乎决心获得最新的装备和技

术。

苏修最感困难的问题似乎是多层高效率

膜层的淀积和蒸发方法。高纯度的材料似乎

很缺乏， 特别是氟氧化址， 硫化铸和错。

关于布儒斯特角窗，苏修使用日 制 石

英。布鲁默见到的装备最完备的机构是用苏

修和西德的设备装备起来的红宝石实验室。

但总的说来，实验室似乎狭小、拥挤

的，而且缺乏最新的设备。
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激光术语介绍

饱和一一迫于介质某一跃迁频率的入射

辐射， 当其功率超过一定值时，介质的吸收

(或增益)系数就将减少，饱和一词就表示这

种现象。只要吸收(或增益)系数是常数，介

质所吸收(发射)的功率就与入射功率成正

比。但是， 因为介质所能吸收 (或发射)的功

率的大小与有关能级的寿命有关，所以吸收

(或增益)系数是常数这一规律总是受到限制

的。当着一定的辐射功率达到之后，感应跃

迁就会强烈地影响能级粒子数的分布，使得

上、下能级的粒子敖接近相等，因此这就减

小了吸收(增益) 系数。

感应辐射一一参见受激辐射。

受;敷幅射一一受激辐射与自发辐射在本

质上是相似的，所不同的是必须有频率相同

的其他辐射存在时才能产生。受激波的相位

与振辐取决于激励波的相位与振辐。因此，

受激波和激励波是相干的。受激辐射的速率

正比于爱因斯坦的受激辐射系数一一常称为

"B" 系数，并且在低能范围，也正比于激励

波的能密度。参见吸收和饱和。

相干→一用以表示在不同的空间位置上

的电磁场的各种瞬时的或统计的相位相关性

质的词，相关性越大，相干性就越强。 在

辐射场中的两个不同的点上， 场的相位差总

是有某些无规起伏的，这些起伏的大小通常

随着点之间的距离的增加而增加。对于光束

中的两点， 若其无规相位差的平均值恰巧小

于一个弧度，这两个点之间的距离就 叫做

"相干距离"。在光束的传播方向和其横截方
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